
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
シャフトと、前記シャフトの偏芯部に取りつけられたローラーと、前記ローラーを収納す
るシリンダーと、前記シリンダーの溝に収容され、先端部が前記ローラーの外周と摺接す
るベーンとを有し、前記ベーンの表面には窒化層を設け、さらにその上にイオンプレーテ
ィング処理を施すと共に、前記イオンプレーティング処理を施す前に、

イオンボンバード処理
を行い、前記イオンボンバード処理をした後の前記窒化層のビッカース硬度がＨｖ１０５
０以上であることを特徴とする回転式圧縮機。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、回転式圧縮機に係わるものであり、特にベーンの耐摩耗性を改良した回転式圧
縮機に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
近年、回転式圧縮機はＮＯＮ－ＣＦＣ化の要求が強まっている。
【０００３】
近年、回転式圧縮機は特開昭６４－６３６９２号に記載されたものが知られる。
【０００４】
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前記ベーンの温度
が窒化処理温度以上にならないように前記窒化層の温度を管理して



図４に従来の回転式圧縮機の構造を、図５に従来の回転式圧縮機のベーンの断面状態を示
す。１は密閉容器、２は電動機部、３は圧縮機部である。４はベーン、５はローラー、６
はシリンダー、７はシャフトでともに圧縮機部３を構成する。
【０００５】
ベーン４の表面層には母材とイオンプレーティング処理により形成される被覆層９との硬
度差を少なくするために窒化層８を有し、さらにその上にＣｒ等の金属の窒化物等を拡散
した被覆層９がイオンプレーティング処理により形成されている。通常イオンプレーティ
ング処理を施すプロセスは、予め窒化を施した母材を予備洗浄し、次にイオンボンバード
処理を行う。
【０００６】
イオンボンバード処理とは、予備洗浄した母材を真空容器内に入れ、所定の真空度にまで
吸引した後、イオンの衝突で母材表面のエッチングを行うと共にコーティングすべき材料
の加熱の役割を果たす。こうして表面が洗浄化し加熱された母材にイオンプレーティング
処理を行う。
【０００７】
イオンプレーティング処理は、通常真空容器内に蒸発させる金属をターゲットとしてセッ
トし、真空容器内を正に、ターゲットを負に電圧印加すると共にターゲット表面でアーク
放電を発生し、ターゲット表面の微小領域を溶融し
、金属を蒸発させる。
【０００８】
さらに、蒸発金属はアーク放電による電子などと衝突することによってイオン化され、大
きなエネルギーを持って負に印加された真空容器に引き付けられ、真空容器内の治具に固
定された製品に衝突して被覆層を形成するものであり、通常被服層の硬度はビッカース硬
度でＨｖ１５００～２０００である。
【０００９】
以上のように構成された回転式圧縮機において、電動機部２によって圧縮機部３が駆動さ
れると、シャフト７の偏芯部に取りつけられたローラー５は、シリンダー６の内壁にそっ
て偏芯回転し、ローラー５の外周面に接しているベーン４が圧縮室を高圧室と低圧室に仕
切り、圧縮を行う。この際、特にローラー外周と接触するベーンの先端部は線接触の苛酷
な摺接状態になるが、ベーンにイオンプレーティングを施し、被覆層９の硬度を高めるこ
とでベーンの摩耗を防いでいる。
【００１０】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら上記従来の構成では、イオンボンバード処理において、ベーンが一定温度以
上に加熱されると、図５に示す窒化処理層の窒素が抜けてポーラス状になり硬度が低下し
、窒化処理層とイオンプレーティング処理により形成された被覆層との硬度差が大きくな
る。この際被覆層の硬度が高くでも窒化層の硬度が低いとベーンとローラの接触面におい
て、ベーンの先端部が微視的に歪みを生じ、繰り返し疲労により耐摩耗性が低下してしま
うという課題を有していた。
【００１１】
本発明は、上記従来の課題を解決しようとするもので、ベーンの耐摩耗性を向上させるこ
とを目的とする。
【００１２】
【課題を解決するための手段】
上記課題を解決するために本発明では、窒化層の硬度低下を防ぐものである。これにより
、ベーン自体の耐摩耗性を向上することができる。
【００１３】
【発明の実施の形態】
本発明は、ベーンにイオンボンバード処理を施す際に、窒化処理温度以上にならないよう
に窒化層の温度を管理することで、ベーンの加熱を抑制することにより窒化層の硬度低下

10

20

30

40

50

(2) JP 3602270 B2 2004.12.15



を防ぐものであり、ベーンの先端部が微視的に歪むことを起こすのを低減するという作用
を有する。
【００１４】
【実施例】
以下本発明の実施例について図１～図３を用いて説明する。なお従来例と同一部分は同一
符号を付し、詳細な説明を省略する。
【００１５】
図１に本発明の一実施例における回転式圧縮機の構造を、図２に同圧縮機のベーンの断面
図を示す。１０はベーンで、予めＨｖ１０５０以上の硬度を有する窒化処理層１１を設け
、さらにその上に、イオンボンバード処理を施した後にイオンプレーティング処理により
形成された被覆層９を有する。イオンボンバード処理を施す際に、ベーンの温度が窒化処
理温度以上にならないように窒化層の温度を管理することで、ベーンの加熱を抑制すると
いう方法により窒化層がポーラス状になるのを防ぎ、窒化層の硬度低下を防いでいる。図
３はベーンの窒化層の硬度と磨耗量の関係を示す。図３の窒化層の硬度と磨耗量には相関
があり窒化層の硬度が低下すると磨耗量が増加するといえる。
【００１６】
以上のように、イオンボンバード処理を施す際に、窒化層の温度を管理することにより、
窒化層硬度の低下を防ぐことでベーン先端部の微視的な歪みが低減されることで、接触面
積が増加しベーン自体の耐磨耗性が向上することになる。
【００１７】
さらにこの際、窒化層と被覆層との硬度差を小さくすることにより、歪みが小さくなり剥
離しにくくなるという効果も併せ持つ。
【００１８】
【発明の効果】
以上のように本発明によれば、イオンボンバード処理を施す際に窒化層温度を管理するこ
とで窒化層硬度をビッカース硬度でＨｖ１０５０以上にすることによりベーン自体の耐磨
耗性を向上させるという有利な効果が得れる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施例による回転式圧縮機の断面図
【図２】同回転式圧縮機のベーンの断面図
【図３】本発明のベーンの窒化層硬度と磨耗量の関係を示す特性図
【図４】従来の回転式圧縮機の断面図
【図５】従来の回転式圧縮機のベーンの断面図
【符号の説明】
１　密閉容器
２　電動機部
３　圧縮機部
５　ローラー
６　シリンダー
７　シャフト
９　被覆層
１０　ベーン
１１　窒化層

10

20

30

40

(3) JP 3602270 B2 2004.12.15



【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】
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